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１．概要（Summary） 
省電力と省スペースを実現できるマイクロステージとし

て MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）に着

目し、拡散板を往復運動させるための2軸共振型MEMS
マイクロステージの開発を行っている。新たに 1 つのアク

チュエータで 2 軸を独立に励振する機構を提案し、そ

の動作の検証を行った。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 DeepRIE 装置 
【実験方法】 

上部電極(白金) / PZT / 下部電極(白金) / 熱酸化層 /
デバイス層 / 埋め込み酸化膜層 / ハンドル層 / 熱酸化

層がそれぞれ 0.1 / 2 / 0.1 / 1 / 10 / 1 / 350 / 1 μm のウ

エハに、フォトリソグラフィー及び反応性イオンエッチング

（RIE）により、上下電極、PZT 層、デバイス層シリコンをパ

ターニングした。ハンドル層シリコンを裏側からフォトリソグ

ラフィー及び DeepRIE によってパターニングすることで、

ムーニー構造、共振ばね、および拡散板実装部を形成し

た。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

 
Fig. 1 2-axis resonant microstage 

 

MEMSに拡散板相当のダミーガラスを実装したサンプ

ルを Fig. 1 に示す。上部電極、下部電極にそれぞれ X
軸と Y 軸の共振周波数をもった 5 Vp-pの正弦波を印可し

た。上部電極には 0 V、下部電極には 5 Vのオフセット電

圧を与えた。MEMS 上に設置した石英製ダミー素子中

心部に配置した□20 μm Cr マークの観察結果を Fig. 2
に示す。X、Y 両方向に同時駆動できている。 

 

Fig. 2 Result of the superposition synthetic wave 
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